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【はじめに】光通信に用いる石英系光ファイバは波長 1.55m 帯域で伝搬損失が最も小さくなる．

-FeSi2は波長 1.55m帯域で発光することが知られているため，高速・長距離（大陸間）通信に使用さ

れている分布帰還型(DFB)レーザの活性層の材料として期待されている．しかし，-FeSi2は発光強度が

弱いという課題がある．これまでの研究で，-FeSi2 多結晶薄膜試料およびナノ結晶試料に Cu を蒸着

後，アニールすることで発光増強することが見出されている[1,2]．本研究では，ラザフォード後方散

乱分光法(RBS)を用いて-FeSi2多結晶薄膜試料およびナノ結晶試料への Cu原子の拡散挙動を拡散距離

と拡散係数から検討した． 

【実験方法】イオンビーム合成(IBS)法を用いて，厚さ 500mの CZ-Si(100)基板中に-FeSi2多結晶薄膜

を析出させた．また，注入エネルギーを変化させ，CZ-Si(100)基板中に-FeSi2ナノ結晶を析出させた．

その後，試料表面に Cu 薄膜を蒸着して，800°C で 2-10h アニールした．RBS 測定は，2.0MeV-
4
He

+イ

オンを入射し，後方散乱角を 165°とした．Si<100>軸から面チャネリングが起こらない結晶方位に約 4°

傾斜させて RBSランダムスペクトルを測定した． 

【実験結果】Fig.1 に多結晶薄膜試料のアニールによる RBS スペクトルの変化と Cuと-FeSi2の初期界

面からの Cu の深さ分布を示す．アニール後のスペクトルを見ると，Cu スペクトルの収量が減少し，

低エネルギー側に広がった．これは，Cu 原子が Si 基板側へ拡散していることを示している．また，

Cu原子は，Si基板方向へ 600nm以上拡散しており，-FeSi2の膜厚 55.3nmよりも深くまで拡散してい

ることが見出された．-FeSi2/Cu/Si をアニールすると，Cu 原子は β-FeSi2同士の結晶粒界や Si 基板と

の界面に偏析し，-FeSi2 粒内にも微量に存在することが報告されていることから，-FeSi2 粒内に Cu

原子がドープされていることがわかった．Fig.2 に多結晶薄膜試料およびナノ結晶試料の Cu の拡散係

数と Si中の Cuの拡散係数[3]を示す．各試料の Cuの拡散係数は，Si 中の Cuの拡散係数よりも非常に

小さくなった．これは，-FeSi2中の Cuの拡散係数が非常に小さいためであると考えられる．  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 RBS random spectra of the -FeSi2 thin film sample before    Fig.2 The diffusion coefficient of Cu in the sample  

annealing and the sample annealed for 2h, and depth               annealed for 2h, and the diffusion coefficient  

profile of Cu from the initial interface.                            of Cu in Si. 
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